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Актуальной проблемой сельского хозяйства остаётся предпосевная обработка семян, в частности экологически чистыми методами /1/. При обработке семян в H2SO4 происходит растравливание поверхности. Вакуумное облучение потоком ионов (до 125 кэВ) оголенных семян хлопчатника дает скарификацию поверхности (рис.1), а также изменение поверхностных слоев аналогичное обработке линейных полимеров, рост всхожести и других параметров развития растений (до 30%) при оптимальных дозах облучения ионами N+, O+, С+ (порядка 1015 см-2, плотность тока до 0,5-1,0 мкА/см2). С ростом доз и масс ионов радиационное воздействие усиливается, а развитие семян полностью подавляется. 
Рис.1 Поверхность после химического травления (а) и облучения О+(б)
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Воздействие вакуумного тлеющего разряда и обработка озоносодержащими газами заметных изменений топологии поверхности не дает. При оптимальной экспозиционной дозе озона (порядка 1,5·104 г·с/м3) заметно (до 20-40%) улучшаются посевные качества и развитие семян. Возможными механизмом при облучении ионами является нарушение оболочки семян, а при обработке озоном окислительный стресс и подавление роста возбудителей заболеваний хлопчатника.
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